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シリコンフォトニクスで光集積回路を実現するための基

本的な素子である光スイッチにおいて、本研究グループ

では、特に小型化と低消費電力の観点から、液晶を用い

たシリコン細線型光スイッチに注力している。実験では微

小面積内での液晶配向方向制御のため、微細加工技術

を用いて微細な凹凸構造を基板上に形成した。 

１．概要（Summary） 

 

【利用した主な装置】 
２．実験（Experimental） 

ダイシングソー、スピンコーター、イオンコーター、

PCVD 
【実験方法】 

NPF のダイシングソーを用いて、Si ウェハと合成石英

基板を 20 mm 四方基板にチップ化した。次に別機関の

電子線描画装置で基板上に幅 200 nm の凹凸構造をパ

ターニングし、ドライエッチングによって構造を形成した。

NPF のダイシングソーで基板を割り、イオンコーターで切

断面をコートした後、別機関の SEM で構造を確認した。 
 

観察した断面 SEM 画像を Fig. 1、Fig. 2 に示す。電

子線露光による 2 次電子の影響で設計値よりは、若干大

きな溝になったが、L/S 構造を形成することができた。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 
Fig. 1 Cross-sectional SEM image of silicon. 

 
Fig. 2 Cross-sectional SEM image of quartz. 
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